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2023年 4月 25日 

 

日本出口管制规则概述及最新限制措施的影响 

引 言 

2023 年 3 月 31 日，日本政府发布了关于修改

出口管制规则省令的征求意见稿，将 23 类高端半

导体制造设备纳入出口管制1。美国自去年 10 月发

布针对中国半导体行业的出口管制新规后，不断向

日本和欧洲施压要求其采取协同措施。3 月初，荷

兰政府致国会函中表明将出台更严格的半导体出

口管制措施2，荷兰半导体生产设备大厂 ASML 也

表明将限制向中国出口部分先进光刻机。3 月底，

日本修改省令增加对半导体制造设备及技术的出

口限制。预计日荷的具体措施都将在今夏实施。美

日荷的协同出口限制措施将严重阻碍中国先进半

导体制造甚至是传统半导体制造业的发展。 

本文将简要介绍日本出口管制规则，在此基础

上分析新增限制措施对中国企业的影响，以期为中

国企业提供应对思路。 

一、日本出口管制规则概述 

（一）日本出口管制的法律体系 

日本出口管制法律体系由法律、内阁令、各主

管部门颁布的省令、其他行政规则（包括行政部门

在执法过程中发布的通知、通告、指南）组成。其

核心内容体现在《外汇与外贸法》、《出口贸易管理

 
1 https://public-comment.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&i
d=595123022&Mode=0 
2 https://www.government.nl/documents/parliamentary-

令》、《外汇令》以及《根据<出口贸易管理令>附表

一和<外汇令>附表的规定指定商品或技术的省令》

(以下简称“《省令》”)。其中，《外汇与外贸法》是

日本出口管制的基本法，进行原则性和框架性的规

定；《出口贸易管理令》列明了“受控货物(controlled 

goods)”，《外汇令》则列明了“受控技术及软件 

(controlled technology，including software)”。日本经

济产业省颁布的《省令》进一步细化了受控货物和

技术的功能及规格。 

documents/2023/03/10/letter-to-parliament-on-additional-
export-control-measures-concerning-advanced-semiconductor-
manufacturing-equipment 



 

2 

日本经济产业省（METI）作为日本出口管制相

关事务的主管部门，负责对清单所列受限物项及其

他受限军品和两用物项及相关技术进行审查、授权

及颁发出口许可证。 

（二）受管辖的主体和行为 

根据《外汇与外贸法》的规定，日本出口管制

规则的受管辖主体为日本“居民”。“居民”包括在

日本有住所的自然人、在日本设有主要办事处的法

人、以及非居民在日本设立的分支机构或其他办事

处。关于“住所”的定义，日本出口管制的定义十

分宽泛，在日本“有住所的人”不仅包括在日本居

住的人以及在日本的驻外使馆工作的人，还包括在

日本办公室工作的外国人，以及入境日本并逗留 6

个月以上的外国人。 

日本出口管制规则的受管辖行为包括“货物的

出口”和“技术/软件的提供”。其中，“货物的出口”

指货物从日本国内运输至国外。“技术/软件的提供”

不仅包括从日本国内向国外传输技术/软件（即出

口），还包括居民向非居民提供技术/软件（即“视

同出口”）。此外，从 2022 年 5 月 1 日起，即使是

居民向居民（仅限自然人）提供技术，如该接受信

息的居民属于受到非居民强烈影响状态时（即属于

“特定类型的居民”，包括外国公司的雇佣者、从外

国政府获得重大利益的居民、受到外国政府指示在

日本的活动的居民），向该居民提供技术相当于向

非居民提供技术，受出口管制规则管辖。 

 
3 指将受管辖的物项从一外国运往或转移到另一外国的行

为。 

需要注意的是，与美国出口管制不同，日本出

口管制法不管辖物项的“再出口3”或日本境外的“国

内转移4”。但是，针对需要申请许可证的物项，在

申请许可证时，最终用户需提交最终用户声明，并

承诺后续如涉及物项的再出口/国内转移，该最终用

户需采取必要的尽职调查措施以确保：1) 物项不会

转移给涉及大规模杀伤性武器等相关主体；2) 要求

新的最终用户签署最终用户声明；3）在特定情况下，

向原出口商提供新的最终用户的相关资料并事先

获得原出口商的书面同意等。 

（三）受管辖的物项：清单管制与全面管制 

日本实施两种类型的管制：清单管制 (List 

Controls)和全面管制(Catch-all Controls)： 

 清单管制是指对《出口贸易管理

令》附表一和《外汇令》附表清单所列的

1-15 类物项和技术进行出口管制。清单管

制针对所有国家及地区，即向任何国家或

地区出口清单上所列货物或技术均需要

申请许可证。但是，日本将国家和地区划

分为不同类别（每个类别下的国家和地区

可能存在重复），在向不同类别国家或地

区出口不同类型的受控物项时，出口审批

4 指在同一外国发生的最终用途/最终用户的改变。 
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程序的复杂程度有所区别。 

 全面管制针对非清单上的且可

能用于研发、生产或使用大规模杀伤性武

器或常规武器的物项，不适用于 A 类国家

5。全面管制分为“大规模杀伤性武器全面

管制”和“常规武器全面管制”两类。 

针对“大规模杀伤性武器全面管制”，如出口商

接到经济产业省的通知，或出口商知晓：1）物项可

能用于研发、生产或使用大规模杀伤性武器（最终

用途条件）或 2）物项最终用户参与了开发、制造、

使用或储存大规模杀伤性武器或最终用户位于“最

终用户清单”（最终用户条件），需要申请出口许可

证。 

针对“常规武器全面管制”，出口至联合国安理

会武器禁运国家6时，如出口商接到经济产业省通知

或知晓物项可能用于研发、生产或使用常规武器时

（最终用途条件，不包括最终用户条件），需要申请

许可证。出口至一般地区7时，仅在接到经济产业省

通知时才需申请许可证。 

目前，有超过 90 家中国实体被列入“最终用户

清单”。在未获得许可证的情况下，被美国列入实体

清单的主体无法获得受管辖的 EAR99 物项；与此

不同，被日本列入“最终用户清单”的主体，针对

非清单物项，仅涉及可能用于大规模杀伤性武器的

特定非清单物项时，才需要申请许可证。 

（四）许可证体系 

根据物项、目的地的敏感性和安全性，出口商

可以申请单项出口许可证 (individual export license)

或批量出口许可证 (bulk export license)。 

1. 单项出口许可证 

单项出口许可证的颁发基于交易具体情况，根

据《出口贸易管理令》第八条的规定，单项出口许

可证通常自颁发之日起六个月内有效。如果许可证

持有人未能在六个月内出口物项，许可证原则上无

效，但出口商可以在有效期届满前提交延长有效期

的申请。 

2. 批量出口许可证 

如果出口商已经建立了内部出口管制制度，且

有能力履行好出口管制要求，那么出口商可以在满

足特定条件下获得批量出口许可证，无需为每个交

易单独申请许可证。批量出口许可证包括五种类型，

许可证的有效期为 3 年。向不同类别国家出口不同

类型的受控物项时，可以申请的批量出口许可证类

型及所需文件不同。 

类别 适用场景 

一般批量许可证（不适用

于中国） 

 适用于敏感性相对较低的货物和技术，并限于 A 类国家/

地区 

 须以电子方式申请 

 
5 A 类国家（即优先贸易伙伴国）包括：阿根廷、澳大利

亚、奥地利、比利时、保加利亚、加拿大、捷克共和国、

丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大

利、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、西班

牙、瑞典、瑞士、英国和美国，共 26 个国家。 

6 联合国安理会武器禁运国家包括阿富汗、中非共和国、

刚果民主共和国、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、朝鲜、索马

里、南苏丹和苏丹，共 10 个国家； 
7 一般地区包括除 A 类国家和联合国安理会武器禁运国家

外的其他所有国家和地区，包括中国。 
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特殊的一般批量许可证 
 向 A 类国家/地区及以外的地区出口货物和技术方面相对

不敏感的物品 

特殊批量许可证  向有持续业务关系的同一交易方出口 

以修理或替换为目的的特

殊批量许可证（不适用于中国） 

 以修理或替换为目的向原产国再出口受控清单第 1 类的

物项 

海外子公司特殊批量许可

证 
 出口到日本公司的子公司（超过 50% 的股权） 

注：除一般批量许可证外，其他批量许可证获批的前提是该出口商建立了内部控制制度并接受了事前

现场核查。 

3. 许可证豁免 

原则上，出口受清单管制的物项需要许可证，

但日本出口管制规定了特定情况下的许可证豁免。 

对于受控货物的出口（除清单第 1 类武器物项

外），主要豁免情形包括低价值货物豁免、特定目的

的免费进出口豁免（如以修缮为目的进口至日本后

从日本再出口）、受控物项作为零件或组件并入最

终产品的豁免（受控物项是非主要零件8或与最终产

品不可分割）等。 

对于受控技术的转移，主要豁免情形包括公开

技术豁免、基础科学研究豁免、工业产权申请或注

册豁免、与货物/程序出口相关的技术转移豁免（例

如安装、运行、维修、维护所必须的技术）等。 

（五）违反出口管制规则的处罚 

从事货物出口或技术/软件转移的出口商如违

反《外汇与外贸法》的规定，可能面临刑事和/或行

政处罚，收到经济产业省的警告并要求提交背景声

明/报告。出口商主动向经济产业省报告违法行为的，

可能可以从轻处罚。与美国出口管制的域外效力不

同，日本出口管制法仅管辖参与从日本出口货物或

转移技术/软件的主体。 

刑事处罚 行政处罚 警告 提交背景声明/报告 

违反出口管制规则的个人可能

面临十年以下的监禁，以及最高三

千万日元或违法货物价值的五倍

（取较高者）的罚款。 

违反出口管制规则的法人可能

面临最高十亿日元或违法货物价值

的五倍（取较高者）的罚款。 

行政处罚包括最

长三年禁止违法人从

事货物出口或技术转

让活动； 

禁止在其他公司

担任负责货物出口或

技术转让的负责人

经 济

产业省将

对违法公

司进行警

告，原则

上向社会

公 众 公

违法主体需要提交一份

以违规原因调查和防止再次

发生违法行为为重点的背景

说明/报告，原则上不对外公

开。 

 
8 非主要零件是指零件的价值不超过最终产品价值的

等。 开。 

二、日本最新限制措施及影响 

日本政府此次发布的关于修改《省令》的征求

意见稿（以下简称“新修《省令》”），将 23 类高端

半导体制造设备及相应技术列为受控物项。新修

《省令》的意见征求截止日期为 4 月 29 日，预计

10%。 
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将在今年夏天正式生效。 

此次《省令》的修改主要增加了清单管制物项，

向包括中国在内的任何国家或地区出口新增的 23

类半导体制造设备（包括零部件）及相应技术均需

要申请许可证，且向中国（包括香港及澳门地区）

出口上述设备，不适用特殊的一般批量许可证。 

序号 新增管控设备描述 

1  专为利用极深紫外线的集成电路制造设备而设计的光掩模制造设备 

2  符合特定条件的，用于晶圆加工的步进重复式/步进扫描式曝光光学设备 

3  为涂布、沉积、加热或显影用于 EUV 的抗蚀剂而设计的设备 

4  符合特定条件的，为干式蚀刻而设计的设备 

5  为湿法刻蚀设计的设备，且硅锗与硅的刻蚀选择比为 100 倍或更高 

6  符合特定条件的，专为各向异性蚀刻而设计的设备 

7  符合特定条件的半导体制造沉积设备 

8  
符合特定条件且为用于在低于 0.01帕斯卡的真空或惰性气体环境中沉积金属层而设

计的设备 

9  
符合特定条件（不同于上一项的条件）且用于在低于 0.01 帕斯卡的真空或惰性气体

环境中沉积金属层而设计的设备 

10  
将晶圆的衬底温度保持在 20℃以上 500℃以下的同时使用有机金属化合物沉积钌层

的设备 

11  符合特定条件的空间原子层沉积设备（限于具有带旋转轴的晶圆支撑底座的设备） 

12  

在超过 400℃但低于 650℃的温度下沉积薄膜的设备，或在不同于安装晶片的空间内

通过产生的自由基加速化学反应来沉积薄膜的设备，其目的是形成符合一定特性的含硅

和碳的薄膜 

13  
设计用于通过离子束沉积或物理气相沉积形成反射式掩模的多层反射膜（仅限于专

为使用极深紫外线制造集成电路的设备而设计的掩膜）的设备 

14  
符合特定条件的，设计用于外延生长硅（包括碳掺杂）或硅锗（包括碳掺杂）的设

备 

15  
专为厚度大于 100 纳米且应力小于 450 兆帕的碳硬掩模膜层的等离子沉积而设计

的设备 

16  设计用于通过等离子体的原子层沉积或化学气相沉积来形成钨膜（限于每立方厘米
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氟原子数小于 1019）的设备 

17  
旨在使用等离子体在金属布线之间的间隙（限于宽度小于 25 纳米，深度大于 50 纳

米的）中沉积相对介电常数小于 3.3 的低介电层，以免产生间隙的设备 

18  在 0.01 帕斯卡以下的真空状态下运行且属于符合特定条件的退火设备 

19  
设计用于去除高分子残留物和氧化铜膜并在 0.01 帕或更小的真空中形成铜膜的设

备 

20  
具有若干腔室或站，设计通过干式工艺去除表面氧化物对金属进行预处理的设备，

或设计通过干式工艺去除表面污染物的设备 

21  晶圆表面改性后进行干燥工序的单晶圆湿法清洗设备 

22  设计用于检查使用极深紫外线制造集成电路的设备的掩模坯料或图案化掩模的设备 

23  专为使用极深紫外线制造集成电路的设备而设计的薄膜 

从设备类别来看，主要对标美国的 3B 类设备。

从限制方式来看，将原有非清单物项（一般无需申

请许可证，类似 EAR99）纳入清单进行管控。 

如前所述，日本出口管制不具有域外管辖效力。

因此，本次《省令》修订生效前已获得的物项，其

再出口及国内转移行为无需申请许可证。但是，本

次《省令》修订生效后配套服务（例如安装及维修

服务）是否可能受到影响，需评估是否可能适用与

货物/程序出口相关的技术转移豁免；本次《省令》

修订生效后更换设备专用零配件，如该零备件在清

单中明确列明，则可能需要申请许可证。 

三、 中国企业的应对建议 

对于使用日本半导体制造设备及技术的中国

企业，建议： 

 密切关注本次《省令》修订的进

展：目前新修《省令》仍处于征求意见阶

段，还未正式生效，新增受控物项的类别

仍有可能产生变动。中国企业应当紧密关

注新修《省令》的状态。另外，如有必要，

可考虑通过日本合作方提交评论意见。 

 厘清本次《省令》修订对公司业

务的影响：准确梳理供应链可能涉及本次

《省令》修订的物项，针对已有订单，尽

可能将交期提前；针对未来的订单，提前

准备预案，包括协商日本出口商申请特殊

批量许可证、寻找替代供应商等。 
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